POLSKA |OPIS PATENTOWY/| 0705

eS| PATENTU TYMCZASOWEGD

Patent tymczasowy dodatkowy Kl 12i,25/22
%ﬁ\@%{‘% do patentu
"’,g;% O Zgtoszono: 29.04.1972 (P. 155 061)
UJ&%‘.“G’S
Pierwszenstwo: MKP' CO1b 25/22

URZAD —
LIOT:K
PAI EH I U WY Zgtoszenie ogloszono: 30.05.1973 OT=A

PRL

Opis patentowy opublikowano: 03.06.1974 &:,ﬁt:ﬂ o

Tworcy wynalazku: Urszula Glabisz, Lech Kacalski, Bogustaw Majewski,
Jézef Kepinski, Henryk Gabryel

Uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Szczeciriska, Szczecin (Polska)

Sposéb usuwania pienienia przy ekstrakcji fosforytu
w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania kwasu fosforowego

Przedmiotem wynalazku jest sposéb usuwania pienienia przy ekstrakcji fosforytéw w dwuwodzianowej
metodzie wytwarzania kwasu fosforowego.

Dotychczas znane sposoby eliminowania pienienia za pomoca odpowiednich preparatéw polegaty na
stosowaniu substancji organicznych o dtugim taricuchu alifatycznym typu kwasu oleinowego lub oleju talowego
badz silikonéw.

Niedogodnoscia wynikajaca z wprowadzania tych preparatéw do ekstrakcji jest zwigkszenie lepkosci pulpy
reakcyjnej oraz pogorszenie krystalizacji gipsu.

Celem wynalazku jest usunigcie powyZszych ‘niedogodnosci irozwiazanie problemu pienienia przez
wyeliminowanie z uktadu reakcyjnego zanieczyszczeri organicznych, przechodzacych z fosforytu do pulpy
i powodujacych jej pienienie. '

Sposéb eliminowania pienienia w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania kwasu fosforowego wedtug
wynalazku polega na wykorzystaniu zjawiska flokulacji. Do pulpy reakcyjnej wprowadza sie¢ réwnolegle z surow-
cami — flokulant, a mianowicie poliakryloamid przy stezeniu jonu SO2- powyzej 2,5% wilosci potrzebnej do
usuni¢cia pienienia. Poliakryloamid najkorzystniej dozuje si¢ réwnomiernie z roztworem kwasu siarkowego lub
poptuczkaiai. :

Zaleta sposobu usuwania piany w reaktorze kwasu fosforowego wedlug wynalazku jest osiagnigcie
pozadanego efektu — usunigcie piany — bez wprowadzania do ukladu substancji o niekorzystnym ubocznym
dziataniu, bez réwnoczesnej potrzeby uzycia dodatkowych urzadzen. W rezultacie osiaga si¢ poprawe filtrowal-
nosci pulpy.

Proces usuwania piany wedtug wynalazku przedstawiono w ponizszym przykladzie.

Przyktad Do reaktora kwasu fosforowego dozuje si¢ w sposéb ciagly fosforyt Maroko II, kwas
siarkowy o stezeniu 60% H, SO, oraz poptuczyny z filtru o stezeniu 20% P,0,. Réwnoczesnie z roztworem
kwasu siarkowego dozuje si¢ w sposéb ciagly do reaktora flokulant w postaci preparatu o nazwie Gigtar
w iloéci 0,2 poliakryloamidu/1 kg rudy fosforanowej. Lepko$é 1% roztworu wodnego poliakryloamidu w 20°C
(wiskozynretr Hopplera) wynosi okoto 50 cP. Nadmiar kwasu siarkowego w pulpie 3,5%. W reaktorze nie
obserwuje si¢ pienienia, natomiast na powierzchni pulpy wokét mieszadel utrzymuje si¢ warstwa czarnych
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klaczkow zanieczyszczen organicznych, ktére z pulpa odplywaja w spos6b ciagly z reaktora. Przy saczeniu

. iprzemywaniu placka filtracyjnego kiaczki pozostaja na jego powierzchni, nie utrudniajac tych operacji.
Otrzymywany filtrat jest klarowny, o barwie jasno-zielone;j.

ZastrzeZenia patentowe

1. Sposéb eliminowania pienienia przy ekstrakcji fosforytu w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania
kwasu fosforowego, znamienny tym, Ze do reaktora wprowadza si¢ jako flokulant poliakryloamid przy steZeniu
jonu SO3™ w pulpie powyzej 2,5%.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze poliakryloamid dozuje si¢ réwnomiernie do reaktora
tacznie z kwasem siarkowym lub poptuczkami.
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